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RESUMEN

En este trabgjo se presentan los resultados del disefio, fabricaciéon y prueba de una placa
dispersora. Esta es utilizada en un interferémetro de trayectoria comiin para probar la calidad de la
superficie de un espejo concavo. El disefio de una mascarilla binaria con simetria de inversion se
hizo por computadora. La grabacion de la mascarilla sobre un material fotosensible (placa
dispersora) se hizo con luz UV. Ya en d interferdmetro, la luz visible, esparcida por la placa
dispersora, y enfocada por la superficie del espgio, forma un patron de interferencia que permite
evaluar lacalidad del mismo.

1. INTRODUCCION

Los interferdmetros de trayectoria comin® han sido utilizados en la evaluacion de sistemas dpticos
de gran abertura. Al recorrer - los haces de referenciay de prueba - una trayectoria comun, estos
interferébmetros son relativamente insensibles a golpeteo mecanico y a variaciones de temperatura.
Ademas, paraformar € haz de referencia, no requieren de un patrén de prueba de calidad Optica de
las mismas dimensiones que € sistema que se va a probar. En e interferdmetro de Burch, por
gemplo, € haz de referencia s6lo pasa por una regiéon pequefia de la componente Optica que se
prueba. Por lo tanto, queda libre de las aberraciones de éstay, a interferir con €l haz de prueba, €l
cual si ha atravesado la abertura completa del sistema, produce un patron de interferencia del cual
es posible obtener informacion explicita de los defectos del sistema.

Originalmente, el interferébmetro de Burch utilizaba dos placas dispersoras idénticas para separar la
luz y producir los haces de referencia y de prueba. Estas placas dispersoras se han hecho de
diferentes maneras. Por mencionar dos de ellas: fotografiando luz blanca a través de vidrio
esmerilado O los patrones de moteado de l&ser. Hoy en dia, la generacion por computadora de
mascarillas con simetria de inversion ha ssimplificado € interferometro de Burch, porque una sola
placa dispersora hace lafuncién de las dos placas idénticas anteriormente utilizadas.
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2. FABRICACION DE LA PLACA DISPERSORA

En la primera etapa, se disefid en computadora una mascarilla de tipo binario, es decir, un arreglo de
pixeles transparentes y opacos, con simetria de inversion (simetria de 180° con respecto a su punto
central). Después, se hizo una reduccion a escala del disefio. Se probaron tres métodos. fotografia
con pelicula de ata resolucién (Kodak 2415), con pelicula de ato contraste (Kodalith) e impresién
comercial de ata resolucion. Al ser observadas a través de un microscopio, se concluyd que la
mascarilla impresa comercialmente habia conservado mejor la forma de los pixeles del disefio
original. Los resultados de esta Ultima mascarilla son [os que se reportan en este trabgjo.

En la siguiente etapa, se fabricaron, a partir de la mascarillas binarias reducidas, placas dispersoras
sobre un material fotopolimerizable. El proceso seguido’® consta de tres pasos: (1) Preparacion del
materia fotopolimerizable, con una férmula basada en Ebecryl 600y Vectomer 4010. (2)Grabacion
por irradiacion con luz UV del material, sobre el cual se hallabala mascarilla binaria. (3) Horneado
del materia para secarlo, eliminando asi e residuo que no ha polimerizado. En la placa asi obtenida
se observa un relieve con la forma de la mascarilla binaria interpuesta, aunque también se prevén
cambios locales del indice de refraccion dentro del material. Se supone gue los cambios en €
relieve y en el indice de refraccion produciran una placa dispersora que actuard adecuadamente en
el interferometro.

3. ARREGLO INTERFEROMETRICO Y EVALUACION DE DOSPLACASDISPERSORAS

En la Fig. 1 se muestra € esquema de un interferémetro de Burch modificado®, utilizado para la
prueba de espejos concavos. La lente L; forma laimagen de una fuente pequefia S sobre el espgjo,
en el punto S'. El esparcimiento del haz lo hace la placa dispersora, la cual esta colocada cerca del
centro de curvatura C del espgo. La placa dispersora tiene simetria de inversién, lo que significa
gue cada punto A de la placa tiene un punto A’ simétricamente localizado con respecto a punto

central delaplaca.
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Fig. 1 Interferdmetro de placa dispersora parala prueba de espejos concavos.

Una parte de laluz que incide en |a placa dispersora pasa directamente através de ella sin esparcirse
y llegaa punto S'. Como este haz incide solamente en una pequefia region del espejo arededor del
punto S, se considera que los defectos de la superficie del espejo no lo afectan. Este haz constituye
el haz de referencia. Otra parte de la luz es esparcida por la placa dispersora e ilumina la superficie



completa (abertura) del espejo. Este haz contiene lainformacion de los defectos de la superficie del
espejo y congtituye el haz de prueba. De esta manera se obtienen dos haces mutuamente coherentes
gue sden hacia la lente L, situada a la izquierda de la placa dispersora. Esta lente hace converger
los haces, observandose un patrén de interferencia de franjas circulares.

La tercera etapa consistio en colocar las placas dispersoras, binariay de material fotopolimerizable
dentro del arreglo interferométrico. Para la placa de dispersion binaria, se observé € patron de

interferencia mostrado en lafigura 2 (a). Parala placa materia fotopolimerizable, el mostrado en la
figura2 (b).

Fig. 2 Interferogramas de un espejo concavo formado por placas dispersoras de 3 mm x 3 mm.
En(a) placadispersorabinaria, en (b) placa de material fotopolimerizable (Ebecryl 600).

Ambas placas dispersoras forman franjas similares. Pero, con la placa dispersora binaria se observa un mayor
ndmero de anillos. Sin embargo, €l patrén de interferencia que produce la placa de material fotopolimerizable
es mas luminoso. En la placa binaria, alrededor de la mitad de la luz que la atraviesa se pierde debido a los

pixeles oscuros que contiene (50%); en tanto que en la de material fotosensible, debido a su transparencia, la
pérdida es menor.

La etapa de fabricacién y evaluacion de las placas dispersoras aln no esta concluida, porque ain hay algunos
aspectos sobre las cuales se desea tener un mejor control. Ademés, se pretende producir placas que
reproduzcan fielmente mascarillas alin més peguefias, en el material fotopolimerizable.
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